
【発明の概要】 

本発明は高感度昇温脱離ガス分析装置に関し、特に、サンプルから放出される超微小量 

のガスを検出可能な高感度昇温脱離ガス分析装置に関する。 

【応用分野・適用製品】 

水素濃度の分析装置、水素検出装置など。 

【産学連携会員企業の皆様へのアピールポイント！】  

半導体の水素の効果と挙動は注目されているが、低濃度の水素の測定ができていなかった。本手

法により、強誘電体では水素還元での劣化、GaN などのアクセプタの不活性化の起源、酸化物半

導体の n 型キャリアの起源解析、光劣化の解析に用いることができる。  
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